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摘  要 

本次出國係赴美參訪國際消費性電子展（CES），以系統性掌握全球前

瞻科技發展趨勢與產業應用方向為主要目的，並進一步觀察國際大型科技

展會於策展邏輯、展示形式及跨域溝通上的策略布局。透過實地觀摩重點

展區、關鍵技術展示與國際指標性企業之應用案例，分析人工智慧、半導

體、先進運算、智慧應用等技術發展脈絡，理解其對未來產業結構、人才

培育與國際合作之潛在影響。 

 

此外，本次亦著重蒐整 CES 在展示敘事、互動體驗設計、技術視覺

化呈現及議題包裝等層面的實務作法，評估其如何有效傳遞複雜科技概念

並提升大眾與專業受眾之理解與參與度。相關觀察成果將作為本中心未來

規劃科技推廣活動、國際論壇、展覽策劃及跨域交流之重要參考依據，期

能提升活動整體策略高度、國際能見度與專業影響力，並強化本中心在國

際科技交流平台中的角色定位。 
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活動日程表 

註：活動日程表以「日」為單位填寫，惟出國派訓得以「週」為單位。 

 

 

國別 日期 地點/訪問機構 工作摘要 

台灣 1/5(一) 台灣 —> 美國 SFO 去程 

美國 
1/6(二) 

美國 SFO —> 美國 LAS 

CES 展覽會場 

參訪台灣、新創展示攤位 

1/7(三) CES 展覽會場 參訪各國、新創攤位 

1/8(四) 
CES 展覽會場 參訪主會場、車用、AI

等相關攤位 

1/9(五) 美國 LAS —> 美國 LAX 返程 

1/10(六) 美國 —> 台北 返程  

台灣 1/11(日) 抵台  
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 1.目的 

本次出國之主要目的，在於透過參訪國際消費性電子展（CES），

蒐集並比對全球科技產業之最新發展方向，作為本中心規劃未來科技

活動、國際論壇及相關推廣作業時之決策參考。藉由聚焦國際指標性

展會所呈現之技術主題與產業布局，釐清當前科技發展重點及其可能

延伸之應用場域，以協助本中心評估後續活動議題設定與資源投入方

向。 

其次，透過實地觀察 CES 之展會整體規劃與執行方式，了解其於

展示架構、內容編排、觀眾動線與互動形式等層面之操作模式，作為

本中心未來辦理大型科技活動與論壇時，優化展示方式與溝通成效之

參考依據。期能藉由本次參訪，提升本中心在科技議題呈現、國際交

流及活動策劃上的策略高度，並強化整體活動之專業性與國際連結

性。 
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2.參訪紀要 

行程紀要 

1/6 (二) 

    第一天主要參訪 CES 之國家館與新創館展區。整體觀察顯示，

此類展區已不以完整解決方案為主要展示目標，而是採取高度聚焦、

快速傳達的方式，呈現各國或新創團隊最具潛力的技術亮點。 

    多數展示內容設計，並非著重於技術細節的完整說明，而是讓參

觀者能在極短時間內理解三個重點：該技術的核心概念、其潛在價

值，以及可能的合作對象。此類展示方式顯示，國家館與新創館在 

CES 的角色定位，並非完成交易或全面說明技術，而是創造被看見、

被討論與後續連結的機會。 

    整體而言，國家館與新創館更像是一個國際技術與產業交流的平

台，透過展示換取關注，進而延伸至展場外的合作洽談與媒合機會。

展示在此僅是起點，「連結與合作」才是最終目的。 
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1/7 (三) 

第二天以大型企業館為主要參訪重點。相較於國家館與新創館的

「亮點導向」，企業館的展示策略明顯呈現出另一種趨勢：技術不再以

單一項目呈現，而是被整合進完整的未來生活場景之中。 

多數企業並未著重於規格或效能數據的詳細比較，而是透過情境

式展示，清楚描繪技術將如何進入日常生活、解決問題，並形塑未來

的使用體驗。即使參觀者未完全理解所有技術細節，仍能快速掌握該

企業所主張的未來方向與自身定位。 

此類展示反映出企業館不僅是在介紹產品或技術，而是在提出一

種對未來的主張，說明其在未來科技生態系中所扮演的關鍵角色。企

業館已從「展示我有什麼技術」，轉變為「說明沒有我，未來將不完

整」。 
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1/8 (四) 

綜合三天參訪經驗，從國家館、新創館到企業館，雖然展示形式

與策略各異，但其核心目的其實相當一致：在 CES 這個高度競爭的

國際舞台上，爭取被理解、被連結，並被納入未來的可能性之中。 

國家館與新創館透過精準亮點展示，開啟跨國合作與後續對話；

企業館則透過完整敘事與情境化呈現，爭取市場與夥伴的認同與信

任。兩者皆顯示，CES 已不再只是單純的技術展示平台，而是成為一

個關於「未來如何被建構」的競技場。 
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整體而言，本次 CES 參訪可觀察到一項明確趨勢：技術本身仍

是基礎，但真正決定其能否持續發展與被採用的關鍵，在於是否能被

清楚理解、有效連結，並在國際舞台上取得適切的位置。CES 不僅展

示未來，更是在競爭誰有能力定義未來。 
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3.心得與建議 

    本次 CES 參訪顯示，國際科技展示平台已逐漸從單純技術陳列，

轉向以「未來情境」與「合作連結」為核心的溝通模式。無論是國家

館、新創館，或企業館，皆不再以完整技術說明為主要訴求，而是透

過高度聚焦的展示方式，讓參觀者能在短時間內理解技術價值、應用

方向及潛在合作可能性。此趨勢顯示，技術能否被清楚理解與有效連

結，已成為其是否能在國際舞台上被選擇的重要關鍵。 

    建議中心未來參與國際展會或相關推廣活動或是自行舉辦研討

會、論壇時，除持續強化技術研發能量外，亦應同步重視展示策略與

敘事設計，將技術成果轉化為具體可理解的應用情境，以提升國際能

見度與合作吸引力。此外，國家層級或研究單位之展出，可進一步明

確設定「服務平台導向」的展示目標，透過精準亮點呈現與交流機制

設計，強化後續媒合與實質合作的延續性，進而在國際科技生態系中

建立清楚且具競爭力的角色定位。 
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4.出國效益 

    本次出國參與 CES，有助於即時掌握國際科技發展趨勢與展示模

式之轉變，深化對全球產業技術布局、創新應用方向及國際合作動態

的理解。透過實地參訪國家館、新創館與企業館，得以觀察各國及國

際企業在技術呈現、品牌敘事與合作策略上的實務作法，作為未來本

中心於國際推廣、展會參與及技術溝通規劃之重要參考。此外，藉由

現場交流與觀摩，累積國際展會運作經驗，提升本中心對外展示與跨

國合作規劃之專業能力，有助於強化我國科技成果之國際能見度，並

促進後續國際合作與產業連結的實質發展。 

 

附錄 無 
 




